SPEKTROMETR MAS

Zagadnienia teoretyczne
1. Podstawy spektrometrii mas
2. Analizatory mas, w szczegoléw kwadrupolowy i unipolarny (monopolowy)
3. Podstawy techniki ptani
a. Podstawowe procesy fizyczne zwane z technikprazni
b. Zasada dziatania wybranych pompgmidwych i pr@niomierzy, w szczegolrai
pompy jonowo-sorpcyjnej i pemiomierza Bayarda-Alperta (B-A)
4. Gazy resztkowe (residual gas) w aparaturzerpodvej

Pomiary

1. Sprawdzt, czy natzenie padu zasilacza PZK 100 jest nieakszy niz 5[10°A .
Uruchomt spektrometr i jego oprogramowanie (gtowica B-A aggilona). Wykonéa
pomiary w trybieSpectra tak, aby osigna¢ trzy cele:

a. Ocent, jak r&ne parametry pomiaruFme delay, Time step, dm, m start, mend —
wptywaja na pomiar widma mas. Znateoptymalne warunki pracy wdzenia.

b. Zanalizow& skitad préni.

c. Wyznaczy rozdzielczé¢ analizatora.

2. W trybie Time dependence przygotowa si¢ do pomiaru wodoru. Uruchomhgtowice B-A i
zanalizowa zmiarg ilosci wodoru w prani w zaleznosci od czasu uptywagego od
wiaczenia gtowicy.

3. Ciagle whczona gtowica B-A. Zanalizowsasktad prani (tryb Spectra).

4. Wytaczye B-A. W trybie Time dependence przygotowé si¢ do pomiaru tlenu. W obecto
laboranta uruchonizrodto tlenu. Po ustabilizowaniugsiosci tlenu w aparaturze,
zanalizowa sktad prani.

Opracowanie wynikow
1. Analiza sktadu prani
2. Wyznaczenie rozdzielczoi analizatora
3. Ocena wptywu analizowanych parametréw pomiaru aaprzadzenia (na podstawie
punktu 1.a)
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